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(54) Material pro elektrografii
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Vynélez se tykd materidlu pro elektrogra-
fii se zlepSenymi sensitometrickymi a me-
chanickymi vlastnostmi a se . soufasnou
vhodnosti pro rychlé moderm systémy re-
produkce.

Jsou vSeobecnd zndmy elektrograflcke ma-
teridly pro p¥imé kopirovani vyuZivajici fo-

tovodivosti kysliniku zinefnatého, s moZ-

nosti pouZiti rovnéZ jako ofsetové matrice
pro tisk na neovrstveny papir. Zplisob zpra-
covani t&chto materidld spofivd v tom, Ze
povrchovd vrstva fotovodite je pomoci ko-
ronového vyboje opatfena potencidlem ve
vy8i 400 aZ 700 V. Po expozici viditelnym
svétlem z@stdvd niboj pouze na neosvétle-
nych mistech, kde je elektroforeticky vyvo-
14n kapalinovou nebo préaskovou vyvojkou.

Anorganicky fotopolovodi& Kkysliénik zi-
ne¢naty ve formé &dstic o velikosti 0,35 mik-
rometrdl je jemn& rozptylen v nosném poji-
vu, vhodné sensibilizovdn k viditelnému z&-
Feni a nanesen v roztoku pojiva na vodivou
podloZku, napfiklad papirovou, kovovou a
podobné. Kysliénik zineénaty je obvykle vy-
rdbén francouzskym zplisobem, tj. spalové-
nim zinkgvych par v proudu vzduchu mebo
kysliku. Podminky spalovéni je nutno ples-
né dodrZet, aby vysledny produkt mé#l jed-
notnou velikost &astic a pFedem stanoveny
_ptebytek volného nestechiometrického Zn.
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Elektrografickd podloZka musi ve srovnéni
s b&Znym papirem vykazovat pFedeviim zvy-
Senou vodivost, ktérd jé dosahovdna nédno-
sem roztoki ObsahUJICICh kvartérni amonio-
vé polymery, ddle musi byt podloZka opa-
tfena bariérovymi vrstvami proti vsakovéani
organickych rozpoustédel. V p¥ipad&, Ze je
materidl vyuZivdn pro ofsetovy tisk, je pc-
Zadovéna odolnost proti vlivu vady a vod-
nych roztokd.

Organickd pojiva pouZivand spolu s kys-
li¥nikem zine&natyim ve .vlastni fotoCitlivé
vrstvé jsou jednou z dileZitycl surovinovych
sloZek, mebot v mnoha parametrech ovliv-
nu]i ]ak vlastni vyrobni proces, tedy piede-
v3im dispérgaci a polév, tak i kone&né vlast-
nosti pfipraveného elektrografického mate-
riglu, tj. pfedevdim povrchovou stabilitu
pFijatého eléktrostatického néboje a tim .i
densitu vyvolaného obrazu. Ddle pak pouZi-
té pojivo rozhodujici mérou ovliviiuje po-
kles takto pfijatého potericidlu vlivem sou-
Casnd probihajictho vybijeni do.podloZky,
coZ je oznafovédno jako temnostni spédd. Rov-
né7 tak pojivo ovliviiuje, a to v kladném i
zdporném smyslu mechanické vlastnosti e-
lektrografického materidlu. PouZit lze pojiv
jak syntetickych, tak i pFirodnich, pfip. je-
jich kombinaci, pokud umoZiiuji dosaZeni
poZadovanych . vlastnosti, V soufasné dob¥ -
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fada pojiv, z nich¥ lze uvést nap¥iklad prys-
kyfice fenolformaldehydové, modovino-
formaldehydové, anilinformaldehydové, po-

lyesterové pryskyFice .jako. glykolftalové,

glycerinftalové, polyestery ma ..bdzi -kyse-
liny adipové nebo sebakové, polyestery s
pentaerytritem, ‘modifikované glycerinofta-
lové pryskyfice, nenasycené polyestery,
maleindtové pryskyfice, glykoltereftalato-
vé polyestery, polykarbondty, epoxidové
pryskyFice, epoxyestery, silikonové prys-
kyFice, nizkomolekuldrni polyethylen, po-
lymery nebo kopolymery styrenu, styren-
butadieny, akrylatové pryskyfice a jejich
kopolymery, ]edmoduche nebo substituo-
vané derivaty odvozené od vinylkarbazo-
lu, kopolymery vinylacetdtu s vinylalkoho-
lovwm estery, kopolymer vinylacetdtma-
leinanhydrid, kopolymer vinylchloridvinyl-

acet4t, estery a ethery - celulézy,~kyselina -

abletova véetnd jejich derivati a modifika-
ci, riizné typy voski a podobné.

Elektrograﬁcke materialy vyrdb&né na
zdkladd uvedengch surovin a zvlddté ‘pak

p011v nesplnu]x zcela veskere pozadavky na

n& kladené. Obvykle neni dosahovana rela—.,
ce mezi kvalitou materidlu a technologif
v§roby, piipadné zpracovatelnosn surovin. .

Velmi &asto dochédzi k pfipadu, Ze organic-

ké pojivo s dobrymi elektrickymi vlastnost-

mi mé nizkou dispergaéni ut¢innost a jeho
vyuZiti je obtiZné, naopak pojiva s dobrou
disperga&ni uinnosti ddvaji mélo kvalitni
obraz s nizkym &erndnim a nizkou citlivosti.
Rada problémil dédle v posledni dob& vznikd
pfi zavddéni modernich technologli vysoko-
rychlostnich polevi :se sou€asiigm pouZitim
slabych nénosd, kdy :je b&Zn€ dosahiovdno
polévacich rychlosti 100 aZ 140-:m . min=L
Pro tyto pfipady je nezbytné dosaZeni velmi
nizkych viskozit-elektrografickych . disperzi,
co? miZe svymi vlastnostmi zabezpeCit ma-
pFiklad ‘vhodné pojivo. Nizké viskozity to-
tiz vyrazn® sniZuji-objemy:pouZitych: erga-
nickych rozpoudtddel v. celémr -technologic-
kém systému vEetng systémi regeneratnich

- Ve uvedené: nedostatky nemd: material
pro elektrografii podle: vynalezu;. vyznaéenv
tim; Ze-fotocitliva: vrstva: obsahuje :50 az:91
procent hmoinosti kyslifiniku: -zineénatého
sensihilizovaného: pro -viditelnou . oblast: z&:
tfeni a- 9-a% 50 % hmotnosti kopoelymeru:o
sloZeni 15-a%.25:% hmotnosti styrenu, 35 aZ
50 9% hmotnosti- vinylacetatu; 25 aZ 40 %
hmotnosti ‘monoalkylesterd - kyseliny' akry-
‘lové a/nebo metakrylové s pottem uhliko-
vych atomi v alkylové: skupin& 1 aZ 8 'a
1 a% 4 % hmotnosti nenasycenych mono- aZ
dikarboxylovych :alifatickych kyselin s' po-
¢tem uhlikovych -atomfl -3 aZ 5. :Z monoal-
kylestertt- kyseliny - akrylové - a/nebo .meta-
krylové jsou pro pojivo. vhodné éstery. jako
metylakryldt, etylakrylat, propylakrylat, iso-
propylakrylat;. - butylakryldt,. ~hexylakrylat,

- 2-etylhexylakrylat,
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metylmetakrylat, etyl-
metakryldt, butylmetakryldt nebo 2-etyl-
hexylmetakryldt. Z nenasycenych mono- aZz
dikarbonovych alifatickych kyselin jsou

. vhodné kyselina akrylovd a metakrylova,
. maleinov4,.fumarovd a itakonova.

Vyhodou pouZiti tohoto materidlu je pre-
devdim vhodné slad&ni vlastnosti technclo-

_gicko-aplika¢nich a vlastnosti’ elektnckych
“.které se odraZeji v dobré kvalitd konelné-

ho materidlu, tedy pEedeviim :ve vysoké
hodnoté éernéni a citlivosti, dédle sniZenim
a pfipadnym omezenim zdvad v polevu. Z
vlastnosti technologickych je vhodnd pPede-

.. v8im vysokd dispergatni ufinnost a vhod-

nost pripravenych disperzi pro vysoké po-
lévaci rychlosti, nebot jsou dosahovany re-
lativn® nizké viskozity umoZiiujici sniZeni
celkového obsahu rozpouStédel v systemu
pFipadnd vyuZiti fotovodivych pigmentd o
nizkém st¥ednim rczméru pod 0,35 mikro-
metri, které za vyuZiti b&Znych pojiv zpd-
sobu]1 problémy svou vysokou viskozitou.
Vyhodna je i slufitelnost s jinymi typy po-
jiv vyuzwanyml ‘pro modifikaci vlastnosti
]ako S alkydy, demvaty kyseliny abietové a

: podobne

Ve vysokoobratkovém mixéru se piipravi
smés o slozem

"350 g kyshémku zmecnateho (stfedni veli-

kost 8astic do 0,35 mikrometru},

88 g kopolymeru o slozeni 20 % hmotnos-
ti styrenu, 43 % hmotnosti vinylace-
tatu 35 0% hmotnosti etylakryldtu a

2 0 hmotnosti kyseliny akrylové (ko-
- ‘polymer je jako 50%: roztok ve sm931
‘toluen-xyleny a = .
210 ml toluenu (techmcky]

Tato smés se intemzlvné dlspelgu]e .az ie
d.osazeno velikosti. astic: 20 aZ 35 mikro-
metrf,; méPeno: grindometrem. Dispergaci
lze vyhodn& provést. pouze: s 1/5 celkové
davky -pojiva- {nizkopajivovd - dispergace],
kdy .se .celkovd doba dispergace sniZuje na
10 a%15:%: Sensxblhzu]e se roztokem nasle-
duuclch barv1v o

37 ml’ ﬂuorescemu [sodna sul 1% roz-
- tok v etanolu), = .~
23 ml . bromfenolové modfi [1% roztok
v etanolu] v

a polevé se na papirovou vod1ve upravenou
podloZku 'vydatnosti - 25 aZ 26 g.m™2 Po
usuSeni se zpracuje ma béznych elektrogra-
fickych kopirkédch.: .

‘PouZiti téchto. elektrografickych materia-
18 v ramci statni informaéni politiky v Fadg
primyslovych ody&tvi, knihovndch a - lista-
vech pro vystupm 1nforma5ni systemy
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Materidl pro elektrografii vyznateny tim,
Ze jeho fotocitlivd vrstva obsahuje 50 aZ 91
procent hmotnosti kyslicniku zine&natého
sensibilizovaného pro viditelnou oblast zé-
feni a 9 aZ 50 % hmotnosti kcpolymeru o
sloZeni 15 aZ 25 % hmotnosti styrenu, 35
aZ 50 % hmotnosti vinylacetdtu, 25 aZ 40

procent hmotnosti monoalkylesterl kyseliny
akrylové a/nebo metakrylové s poftem uhli-
kovych. atomii v alkylové skupiné 1 aZ 8
a 1 aZ 4 % hmotncsti nenasycenych mono-
aZ dikarboxylovych alifatickych kyselin s
poétem uhlikovych atomt 3 aZ 5.
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